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Die Rontgenmikroanalyse stellt ein Mittel zur Untersuchung der Elementzusammensetzung in Festkorpern dar, dank dem man erstmals Aufzeichnungen der Verteilung und
Haufigkeit von Elementen mit hoher lokaler Auflosung anfertigen konnte. Nach ersten Geraten von CASTAING [1], CASTAING und DESCAMP [2], BOROVSKI [3] sowie MULVEY [4]
(1952-1958) fur die Elementanalyse in Mikrobereichen von Festkorperoberflachen mittels charakteristischer Rontgenemission, wurde 1961 erstmals von BRU MMER, BRAUER,
SUWALSKI (Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg) ein “Mikroanalysator” zur Untersuchung von Feinstrukturen in Mikrobereichen vorgestellt, mit dem es bei
entsprechender Probenpraparation moglich wurde, umfassende analytische Informationen mittels Rontgenmikroanalyse, Gitterquelleninterferenzen, Rontgen- und
Elektronenschattenmikroskopie, Weitwinkelinterferenzen sowie Elektronenbeugung an ausgewahlten Probenbereichen durchzufuhren.
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Abb. 1: Ansicht des entwickelten -
Gerétes. Links an der Probenkammer ist We C h S€ IWI rk un g en
der spezielle Objektmanipulator a)
angeflanscht. Hinter dem Tisch ist die
transportable elektronische Zahl- und
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Abb. 2: Schnittzeichnung zur Konstruktion des Geréates. T égﬁfgr;eunn_ Wechselwirkung mit  Kristallstruktur und
(1) Kathodenjustierung, (2) Ablenkplattenpaare, (3) Préparat,_ interferenzen Kristallstruktur -perfektion
(4) Spektrometer, (5) Okulartubus zur Fokuskontrolle bei  Abb. 3: Schema zur Verdeut- _ _ —
Elektronenbeugung mit Lebedeffschem Strahlengang, Ilichung des Strahlenganges in der Abb. 4: Wechselwirkungen zwischen Primar-
(6) Plattenschleuse fiir Tageslichtkassette, (7) Durchbruch zur  Mikrosonde. Der Innenraum elekironen und der Probe.
Verlangerung des Strahlengange z. B. bei R6ntgenmikroanalyse in  befindet sich wahrend des Betriebes a) Wechselwirkungsbereich
Absorption oder bei Elektronenbeugung im Hochvakuum. b) Wechselwirkungssignale

Die Elektronenmikroanalytik hat sich seit inrer Einfuhrung als
eine effektive Methode zur Charakterisierung von Festkorpern
in Mikrobereichen etabliert. Wesentliche Festkorper-
eigenschaften z.B. von Metallen, Halbleitern, Glasern,
Keramiken, Mineralien sowie biologisch-medizinischen
Objekten sind grundsatzlich durch deren innere Zusammen-
setzung und Struktur beeinflusst. Zu deren Aufklarung kann die
Analytik mit Elektronensonden grundlegende Beitrage liefern.

Abb. 7: a) Metallraphisches Schliffbild von gleicher
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Abb. 5: Réntgenschattenmikroskopie und Der Anwendungsbereich erstreckt sich somit von der  Frobe wie in Abb. 5. Die als ©-Phase isoliert vorliegende
Weitwinkelinterferenzen, Mo-K-Strahlung, Al- Grundlagenforschung Uber die angewandte Material- Cu-Ausscheidung ist durch den Preilschaft gekenn-
Cu (4 % Cu), Probendicke 0,8 mm. forschung, die Veredelung und mafRlgeschneiderte zelqhnet. An den SP’tZ?” c_jer A_ussche/dung kO'?”te emn
Isolierte Cu-Ausscheidungen (schwarze Industrieproduktion von Werkstoffen, lber die Kontrolle von ~ weiterer ebenfalls einkristalliner Fe-angereicherter
Bereiche), wenig gestérte Interferenzen mikrostrukturierten Halbleiterstrukturen und Funktions- Gefliigebestandteil nachgewiesen werden.

(einkristalline Struktur) erkennbar an geraden keramiken sowie Glasern, Materialien der Archaologie und b) Rontgenmikroanalyse der in (a) dargestellten Cu-

dunklen Linien Mineralien sowie von umweltrelevanten Stoffen bis zu Ausscheidung, Energie der Primérelektronen E,. = 35 keV,
: o S : biotechnischen Materialien und pharmazeutischen Dij - -

Der Pfeil markiert die in Abb. 7 wieder- Oranarat imensionenin fm. ) _ _

gegebene Ausscheidung. raparaten. Im Fe-angereicherten Gefiigebestandteil an der Spitze

der Ausscheidung ist der Cu-Anteil geringer.
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